Teoretickd Cast této prace podava prehled metod vyuZivanych ke generovani kratkovinného
koherentniho zéreni. Popisuje pfimé laserové a nepfimeé koherentni zdroje VUV a XUV zéafeni zaloZené
na nelinearnich optickych jevech. Dale je pojednano o laserech na volnych elektronech. Pfehled principl
generace zareni a jeho vlastnosti ndm slouzi k posouzeni vyuziti takovych zdroji k rliznym acellim.
Exponovany jsou téz problémy spojené s manipulaci svazkem kratkovinného (tj. VUV/XUV) zafeni.
Prakticka ¢ast shrnuje vysledky experimentd, kterych jsme docilili s laserem na volnych elektronech
FLASH (Free Electron LASer in Hamburg; dfive VUV FEL) provozovanym v DESY. Popisuje metody
a pristroje, které jsme pouzivali ke studiu ablace materiald a k méreni emisnich optickych spekter
ablacniho oblaku. Hlavnim cilem prace bylo stanovit prahy ablace a efektivni atenuacni délky v
polymethylmetakrylatovych (PMMA), kfemikovych a jinych (a-SiO2) vzorcich ozafovanych pulsnim
(~30fs) kratkovinnym (32nm) vysokovykonovym laserovym zdrojem. Zachytili jsme Carovou emisi
kfemikového plazmatu generovaného fokusovanym svazkem FLASH.



